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	Исследования направлены на решение комплексной научной задачи, заключающейся в определении основополагающих принципов построения износостойких, жаростойких, многослойных, многокомпонентных структур и покрытий; установлении закономерностей формирования фазового состава и структуры гетерогенных по элементному и фазовому составу слоёв покрытий на поверхности материалов и их взаимного влияния в условиях ионно-плазменной обработки. Применение источника синхротронного излучения для определения фазового состава в режиме реального времени позволило в разы увеличить чувствительность диагностики фаз в исследованиях процессов формирования слоев покрытий на поверхности конструкционных и инструментальных материалов. Практический аспект работы заключается в подтверждении эффективности использования методов пучково-плазменной инженерии поверхности для изготовления конструкционных и инструментальных материалов и во внедрении в производство оптимальных режимов обработки поверхности, реализуемых этими методами. 
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	Рисунок 1 - Серия рентгенограмм покрытия TiN/ВК-8 в процессе нанесения в режиме In Situ 
	Рисунок 2 - Изменение интенсивностей рефлексов подложки и покрытия в процессе нанесения
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2. Государственное задание, Проект ФНТП развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры «In situ методы синхротронных исследований многослойных функциональных структур с уникальными параметрами и свойствами, созданных пучково-плазменной инженерией поверхности» Соглашение № 075-15-2021-1348 от 05.10.2021
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